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@ Verfahren zur Herstellung einer Anzeigevorrichtung und danach hergestellte Anzeigevorrichtung.

() Beieinem Flachbildschirm mitPlatten (3, 4), die mit Nickel
galvanisch verstarkte Ti/Cu-Elektroden (9, 10, 12, 13} tragen
und randseitig Gber einen Glaslotrahmen (17) miteinander
verbunden sind, kommt es im Bereich der Elektroden-
durchfithrungen haufig zu Undichtigkeiten und Plattenrissen.
Um diese Fehler zu vermeiden, wird folgendes Vorgehen vor-
geschlagen: Die galvanische Verstarkung wird mit einer ers-
ten Maske (20) vorgenommen, die nicht nur die Flache
auBerhalb des gewiinschten Elektrodenmusters, sondern
auch die im Rahmenbereich befindlichen Elek-
trodenabschnitte (Durchfilhrungsabschnitte) abdeckt. Nach
dem Galvanisieren entfernt man die grste Maske {20), mas-
kiert erneut die Durchfihrungsabschnitte, atzt die verb-
leibende Ti/Cu-Metallisierung ab und beseitigt die zweite
Maske (22}). AnschlieRend druckt man die Glaslotmasse auf
und verlotet die Platten in {blicher Weise miteinander. Vor-
zugsweise bleiben die Elektroden (9, 10, 12, 13) nur aufeinem
Bruchteil ihrer gesamten Durchfihrungslange unverstérkt,
damit ihr Widerstand auch im Rahmenbereich einen wohi-
definienten, relativ geringen Wen hat.

Hauptanwendungsgebiet: Flachbildschirme, bei denen
Elektronen in einem Plasma erzeugt und in einem plasma-
freien Raum nachbeschleunigt werden; insbesondere fiir
Datensicht- und Fernsehgerate,

Croydon Printing Company Ltd



10

20

25

30

Wl
w

0142755

Siemens Aktiengesellschaft Unser Zeichen

Berlin und Minchen vea 83 P 183g E

Verfahren zur Herstellung einer Anzeigevorrichtung und
danach hergestellte Anzeigevorrichtung.

Die Erfindung bezieht sich auf ein Herstellverfahren ge-
m&d83 dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine solche Ferti-
gungstechnik ist der DE-0S 29 31077 zu entnehmen.

Die zitierte Offenlegungsschrift beschreibt einen Flach-
bildschirm, bel dem eine Gasentladung Elektronen liefert,
die durch ausgewZhlte Licher einer Steuermatrix in einen
plasmafreien Raum gezogen werden, dort Energien von eini-
gen kV aufnehmen und schliefllich auf einen Leuchtschirnm
treffen. Die Steuermetrix wird dur ch ginzeln ansteuer-
bare Zeilen- und Spaltenleiter gebildet, die sich aul
beiden Seiten einer Isolatcrplatte befinden und vorzusgs-
weise folgendermafen erzeugt werden: Zunichst bedampit
man die Platte mit einer haftvermittelnden, 20nm starken
Aluminiumoxidschicht und dann mit einer 300nm starken
Kupferleitschicht. Diese Metallisierung erhilt anschlie-
3end eine Fotolackmaske, die lediglich das erwlinschte
Elektrodennuster freildBt. Die blanken Kupferbereiche
werden galvanisch verstdrkt, und zwar zundchst mit %pm
Xupfer zur Verbesserung der LeitfZhigkeit Lnd danach mit
vpm Nickel als Xorrosions- und Sputerschutz. Hiernach
entfernt man den Lack und #tzt die freigelegten Titan/Xup-
fer-Flichen ab.
Um mit einer solchen Elektrodenplatte eine gasdichte
Hiille aufzubauen, kdnnte man alle miteinander zu vertin-
denden Zellenteile - Scheiben und ggf. erforderliche
Distanzrahmen - aus Glas herstellen und miteinander wver
schmelzen. (vgl. hierzu die in der DE-CS 2% 31077
in Bezug gencmmene DE-0S 26 15721). Eine solche Schmelz-
echnilt “ommt aber nur in Ausnzhmefillen in Frage, und
Les 1 Lk/27.10.1G83
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zwar allein schon deshalb, weil sie auBerordentlich
hitzbestédndige Leiter- und Isolatorwerkstoffe verlangt.

Ideal wire es, wenn sich die Glasteile mit einem niedrig schmel-
zenden Glasiot miteinander verfestigen lieBen. Die Praxis hat
jedoch gezeigt, daB es im Bereich der Glaslotnaht immer wie-
der zu Lecks und Plattenrissen kommt. Diese Defekte hingen
sicherlich damit zusammen, daB Glas auf Nickel schlecht ” haf-
tet, Nickel selbst nicht sonderlich duktil istund die gesam-
te Ldtzone nach dem Abkithlen starken thermischen Spannun-
gen ausgesetzt ist. Nickel istnicht ohne weiteres ersetz-
bar, zumal es sich sehr bequem elektrolytisch abscheiden
128t. Immerhin k®nnte man mit einer spezifischen Oberfli-
chenoxidierung die Benetzbarkeit wesentlich verbessern.
Eine solche Oxidation fiihrt aber nicht immer zum Erfolg
und ist iiberdies sehr aufwendig, denn die Leiter miissen im
Bereich des Anzeigenfeldes - dort wirden Oberflichenoxide
zu Kontrastschwankungen fiihren - blank bleiben.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
der eingangs genannten Art so abzuwandeln, das auf rela-
tiv einfache Weise eine einwandfreie Glaslotversiegelung
ohne stdrende Hitzespannungen zustandekommt. Geidst wird
diese Aufgabe durch eine Fertigungstechnik mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 1. .

Der L&sungsvorschlag geht von der Beobachtung aus, daB
die geschilderten Mingel auch darauf zuriickzufiihren sind,
daB die Endschicht beim (naBchemischen) Entfernen der
darunter liegenden Schichten unteritzt wird und somit
R&ume entstehen, die von der aufgedruckten Glaslotpaste
nicht immer ganz ausgefiillt werden kdnnen. Bleiben nun,
wie erfindungsgemi#f vorgesehen, die Leiter in der Glas-
lotzone unverstirkt, so sind alle Ursachen fiir eine Leck-
und Rif8bildung beseitigt. Die unverstirkten Elektroden-
abschnitte haben dariiber hinaus eine sehr exakte Struk-
tur, denn sie werden photolithographisch - mit einem
Thotoresist als itzreserve - erzeugt. Das bedeutet, daf
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Jeder Leiter auch in seinem kristischen Durchfiihrungsteil
einen definierten Widerstand besitzt. Dieser Vorwider-
stand ist nicht sonderlich hoch - die vakuumtechnisch
aufgetragenen, d.h. aufgedampften cder aufgesputterten
Schichten trégen zum Leitvermégen der Elektrode relativ
mehr bel als die weniger dichten und starker verunreinig-
ten Galvanoschichten -~ und belastet die Ansteuerschaltung
nicht nennenswert. Bei Bedarf kdnnte man den Durchfiih-
rungswiderstand auch noch ohne zusitzlichen Aufwand wei-
ter absenken, etwa dadurch, daB man die Haft- und Leit-
schicht in ihrem unverstdrkten Abschnitt verbreitert.

Normalerweise scllte man die galvanische Verstirkung nur
auf einer kurzen Strecke innerhalb des Rahmens - etwa zuf
einem Dritlel der Rahmenbreite - unterbrechen. Eine sol-
che Geometrie reicht fiir ein bruchfreies Dichtldten aus
und sorgt zuferdem dafiir, daB die oxidationsempfin
chen Elektrodenteile vom Rahmen abgedeckt werden

sich somit die ohnehin geringen VorwiderstZnde nicht un-
kontrolliert verschlechtern kénnen.

Beste Resultate erhidlt man, wenn eine aufgedampfte, zwi-
schen 20nm und 40nm dicke und vorzugsweise aus Ti beste-
hende Haftschicht, eine aufgedampfte Cu-Leitschicht mit

ner ‘Dicke zwischen 400nm und 900nm, eine zwischen Tpm
und %pm starke aufgalvanisierte Cu-~-Schicht und eine Ni-
=ndschicht zw*sghen 3um und %pm sowie Weichglasplatten
mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen
80 x 10~79k~1 und 100 x 10~7°k~1 verwendet werden.

Sind die Platten mechanisch stabil, so kann man mit (MHe-
gativ-)Trockenresist arbeiten; bei fragilen Scheiben
oder gelochten Platten mit Metalliberst&nden im Bereich
der L3cher kcmmen eher (Positiv-)Fliissigresists in Frage.

Weltere Ausgestaltungen und VWeiterbildungen der Zriindung
sind Gegenstand zusidtzlicher Anspriche.
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Der Losungsvorschlag soll nun anhand eines Ausfithrungs-

beispiels unter Bezugnahme auf die beigefiigte Zeichnung

niher erliutert werden. In den Figuren der Zeichnung sind

einander entsprechende Teile mit gleichen Bezugszeichen

versehen. Es zeigen:

Fig. 1 in einem vereinfachten Seitenschnitt einen erfin-

dungsgemédfen Flachbildschirm und

Fig. 2 bis 6 jeweils einen Verfahrensschritt bei der Her-
stellung der in Fig. 1 dargestellten Steuer-
scheibe. '

Das Display der Fig. 1 enthdlt eine Vakuumhiille mit einem
wannenartigen Riickteil 1 und einer Frontplatte 2. Das
Hiilleninnere wird durch eine Steuerstruktur, bestehend
aus einer Steuerscheibe 3 und einer Trigerplatte &4, in
einen hinteren Gasentiadungsraum 5 und einen vorderen
Nachbeschleunigungsraum 6 unterteilt. Der Abstand zwi-
schen der Trigerplatte und der Frontpiatte wird durch
einen Abstandsrzhmen 7 definiert.

Das wannenartige Riickteil 1 ist mit einer Reihe von strei-
fenfdrmigen, zueinander parallelen Kathoden 8 versehen,
die Jjeweils durch den Wannenboden gefiihrt sind. Die Steu-
erscheibe 3 trdgt riickseitig kathodenparallele Zeilen-
leiter 9 und vorne Spaltenleiter 10. Diese Leiter bilden
eine Steuermatrix mit einzeln ansteuerbaren Elementen,

in denen die Matrixleiter und die Platte durchbrochen
sind (Offnungen 11). Die Trigerplatte 4 ist auf ihrer
Rickseite mit zeilenleiterparallelen Streifenleitern 12
und auf ihrer Vorderseite mit einer duchgehenden Elektro-
de 13 beschichtet. Auch diese Elektrodenplatie ist ge-
locht (Kanile 14), und zwar in einen mit dem Lochraster
der Steuerscheibe deckungsgleichen Muster. Die Front-
platte 2 ist riickseitig mit einer ganzflichigen Nachbe-
schleunigungsanode 15 und Phosphorpunkten 16, die Jje-
weils einem der Kandle 15 vorgelagert sind, beschich-
tet, Alle Platten und das Riickteil werden iber Glaslot-
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- rahmen 17 hermetisch dicht miteinander verbunden.

Die Steuerscheibe wird folgendermaBen'hergestellt:

Eine etwa 0,15mm starke Weichglasplatte mit einem thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten von etwa 9O:c10'7°K"1 wird
zunichst mit einer 30Onm starken Titan/Titanoxid-Schicht 18
und anschlieBend mit einer 800nm dicken Kupferschicht 19
bedampft (Fig. 2 und 3). Dann erstellt man eine Fotolack-
maske 20, die das Elektrodenmuster - im vorliegenden Fall
gelochte Streifen im Raster 0,32x0,40mm2 - bis auf die
Rahmenabschrnite freil#Bt (Fig. 4). In den Maskenfenstern
wird die Metallisierung zunéchst um 1,%pm mit Kupfer und
dann um weitere %pm mit Nickel galvanisch verstirkt. Dann
18st man die Maske dort ab, wo das Glas Ldcher erhalten
soll, und 2tzt dort die Metallisierung und das Glas weg.
s entsteht eine in der Fig. 5 dargestellte Strukiur;

in dieser Fizur sind die galvanisch aufgebrachten Cu- und
Ni-Lzgen zu einer Schicht 21 zusammengefaBt. Hiernach
16st man die Reste der Maske ab und bedeckt mif einer
weliteren Maske Zdie Rahmenabschnitte der Leiter, und zwar
auf einer Linge von 3mm und einer Breite von 0,20mm bzw.
0,28mm (Fig. 6). Dann wird die zwischen &én Leitern ver-
bliebene Metallisierung weggedtzt, und man erhZlt die
fertigstrukturierte Steuerscheibe. Flir weitere Fertizunzs-
einzeiheiten wird auf die DE-PS 28 02 976 verwlesen.

Die Trdgerplatte, die aus einem etwa O,7mm starken, foto-
gtzbaren Glas besteht, wird nach einem modifizierten Ver-
fzhren bearbeitet. Der Hauptunterschied besteht darin,
dafl die Platte erst ihre Durchbriiche erh#lt und dann be-
schichtet wird, Wie man hier am rationellsten vorgeht,
wird in der DZ-0S 31 18 335 beschrisben.

Sind alle Platsen fertiggestellt, so werden sie an den

dafiir vorgesehenen Stellen mit einer Glaslotpaste be-
druckt., Die Lg*tmasse bedeckt alle unverstédrkten Leiterab-
schnitte und ist so beschaffen, daB der endgliltige Glas-
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Die Erfindung beschréinkt sich nicht aur auf das darge-
stellte Ausfiihrungsbeispiel. So ist es ohne Belang, aurl
welche Weise die Elekironen erzeugt werden; dementspreé-
chend ktnnte das Lingsplasma auch durch eine Querentla-
dung oder eine HeiBkathode ersetzt werden. In Betracht
kommen auch andere (a2ktive wnd passive) Displaytypen,
soweit bei ikhnen Ni-verstirie Elekitroden und eine Glas-
lottechnik sinnvoll szind. Davog abgesehen kfnnten die

Tlektroden auch anders als in einer Linienmatrix gemu-
stert sein, mehr oder weniger Ebenen bilden und/ocder un-
ter ihrer EIndschicht anders beschczfev sein. So sind

e se Haftschichten aus Cr oder Glas, Leit-
zchichtern aus Ag und zusschlieflich aus Ni bestehende
zalvanciiberziige méglich.

10 Patentznspriiche
& Figuren
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Verfzioren zuyr Herstellung einer fnzelgevorrichtung,
enthaltena wivdestans zwel zueinander parallele Flatten,
22z rendseitig iiber sinen Rahmen dicht miteinander ver-
sunden sind und vos denen wenigstens eine Platte mit
einedn Muster aus getrennt ansteuerbaren, Jjeweils durch
den Rahmen nach auBlen gefiihrien Elektroden beschichtet
ist,
mit Jolgenden Schritten:
Ya2; auf die zu beschichtende Platte wird vakuumiechnis
eine metallische, <0, 1pm dicke Haftschicht zuf
racht

b) auf dle Hafischicht wird vakuumtechnisch eine metal-

lische, <1 dicke Leitschicht aufgebrache
}xn g ’
AY - o o -
c) die lLeitschicht wird mit einer ersten Masike versshsn

= u_i =565 R 0 a

édie indest den Haft- und Leitschichtbe
halb des vorgesehenen Elekirodenmusters (Restbereich
abdeckt,

2a) die Leitschicht wird in invem von der ersten Maske
freigelassenen Bereich galvanisch mit mindestens
einer Schicht verstiZrkt, wobei die coberste Schint
(Endschicht)::%pm dick ist und zus Nickel besteht,
b) die erste Maske wird entfarnt,

3a) die EzZtschicht und die Leitschicht werden im Restbe-

der Platten erhdlt den Rzhmen,
b) die andere Platte wird aufgelegt und
c) “eide Platten werden unter erhdhten Temperaturen mit~
zinander verbunden;

o

“ = durch gekXxennzeichnert, da

1zt die erste Maske (20) auch roch das Elektrodenmust
in dem fiir den Glaslotranmen (17) vorgesehenen Zz-
reich (Durchfilthrungsbereich) abdeckt,

27 eine zweite Maske (22) aufgelegt wird, die cdem Durcie-
fihrungsbereich abdeckt,
3b) die zweite Maske (22) entferut wird und

+
L4a') der Rahmen 77) aus sinem Slaslot bestent.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB man die Haftschicht (18_) und die Leitschicht
(19) aufdampft. ‘

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB man fiir die Haftschicht (18) Titan
oder Titanoxid verwendet und diese Schicht zwischen 20nm
und 40nm dick macht.

L. Verfahren rach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeilichnet, daB man fir die Leitschicht

(19) Rupfer verwendet und diese Schicht zwischen 400nm und
900nm dick machkt.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 41 bis &4, dadurch
gekennzeichnet, daB man die Leitschicht (9
zundchst mit Kupfer in einer Stdrke zwischen O,Q)Am und
1,5}1.m- und dann mit Nickel in einer StZrke zwischen 2,5}253
und S}m gglvanisch verstarkt.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1bis5, dadurch
gekennzeilchnet, da8 man den Durchfithrungs-
bereich in einer Breite b abdeckt®, die kleiner ist als
die Breite B des Glaslotrahmens (17), 1nd die Glaslotmas-

se nach innen und auBlen iiber den Durchfihrungsbereich
hinausreichen 1&Bt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daB gilt: 1/4<Db/BL1/2.

8. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 7, d a -
durch gekennzeichnet, daB man IUr
die Platten ein Glas mit einem thermischen Ausdehnungs-
xoeffizienten «¢ verwendet, fir den gilt: 80 x 10~-ToK~ 1<
o€ <100 x 10-7%%-1, insbesondere 87 x 107 1OK~1< «C<

95 x 107791,
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9. Anzeigevorrichtung, die nach einem Verfahren gemiS
einem der Anspriiche 1 bis 8 hergestellt ist, d a durch
gekennzeichnet, daB sie eine gasdichte
Hille mit zueinander parallelen Wandplatten (1, 2) enthilt,

dafl sich zwischen diesen beiden Platten eine Steuerstruk-~

" tur befindet, die das Hlleninnere in einen hinteren und

einen vorderen Raum unterteilt (Gasentladungsraum 5,
Nachbeschleunigungsraum 6) und wenigstens eine mit einem
Elektrodermuster beschichtete Platte (Steuerscheibe 3)
umfaBt, daB die Steuerscheibe (3) riickseitig Zeilenleiter
(9) und frontseitig Spaltenleiter (10) einer Steuermatrix
trdgt und zusammen mit ihren Leitern in jedem Leiterkreu-
zungspunkt jeweils durchbrochen ist (0ffnungen 11), daB
die Riickplatte (1) mit zumindest einer Xathode (8) ver-
sehen ist, daB die Frontplatte (2) eine Nachbeschleuni-
gungsanode (15) und ein mit dem Cffnungsmuster deckungs-
gleiches Raster aus Phosphorpunkten (16) trigt und daB

im Betrieb im Gasentladungsraum zwischen der Kathode (8)
und einem der Zefenleiter (9) eine Gasentladung brennt
und im Nachbeschleunigungsraum zwischen der vordersten
Elektrodenebene der Steuerstruktur und der Nachbeschleu-
nigungsanode (15) eine Hochspannung >1kV anliegt.

10. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, daB die Steuerstruktur noch
eine vor c¢ie Steuerscheibe (3) gesetzte Platte (Triger-
platte 4) enthilt, die auf ihrer Riickseite zeilenleiter-
parallele Streifenleiter (12) und auf ihrer Vorderseite
eine Nachteschleunigungskathode (13) tridgt und zusammen
mit ihren Leitern durchbrochen ist (Xanile 14), und zwar
in einem lem Offnungsmuster entsprechenden Raster.
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